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Для послойного определения химического состава металлических 
покрытий и их толщины наиболее хорошо подходит метод атомно-
эмиссионной спектрометрии с тлеющим разрядом постоянного тока. Но 
для получения точных количественных результатов нужно знание ко-
эффициентов катодного распыления градуировочных и исследуемых 
образцов. Поэтому нужно экспериментально устанавливать скорость 
распыления (масса вещества, распыленная в единицу времени) и отно-
сительный коэффициент распыления (отношение скорости распыления 
исследуемого материала к скорости распыления  материала с постоян-
ным составом). Обычно коэффициент распыления остается постоянным 
при различных управляющих параметрах плазмы (тока и напряжения 
разряда). 
В работе изучены характеристики распыления электролитиче-
ских покрытий состава Ni-P толщиной 3-5 мкм, нанесенных на сплав 
29НК. В данных покрытиях с использованием спектрометра с тлеющим 
разрядом GDS 850 были получены кратеры распыления при следующих 
операционных условиях анализа: напряжение питания 700 В, время рас-
пыления 80 с, сила тока 20, 30 и 40 мА. Скорость распыления поверхно-
сти образцов определяли двумя методами: по изменению массы образ-
цов и прямым измерением параметров профиля полученных кратеров 
профилометром с алмазной иглой модели 130 («Завод Протон-МИЭТ»), 
с последующим расчетом объема кратера. 
Отношения скоростей распыления исследуемого материала Ni-P к 
скорости распыления  материала подложки 29 НК, полученные весовым 
методом RSRмасс, значительно отличаются от коэффициентов  распы-
ления, найденных с помощью профилометра RSRоб., особенно при силе 
тока тлеющего разряда 20 мА. 
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Это вызвано осаждением части распыленного вещества материала 
покрытия по краям кратера в процессе распыления, что искажает ре-
зультаты весового метода. Кроме того, малые изменения массы распы-
ляемого массивного образца обуславливают большую погрешность ве-
сового определения скорости распыления.  
В результате экспериментов рекомендовано определять характе-
ристики распыления покрытий способом измерения объема кратера с 
помощью профилометра и установлены их количественные значения 
для Ni-P. 
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Методом термодинамического моделирования изучена возмож-
ность использования солей лантана в качестве химического модифика-
тора при электротермическом атомно-абсорбционном определении Ag, 
Al, As, Au, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, Mn, Ni, P, Pb, Pd, Sb, Se, Sn, 
Te, Tl и Zn. Расчеты выполнены для безматричных растворов при массо-
вом соотношении Me : La = 1 : 10000 c помощью программных ком-
плексов HSC 6.1 и TERRA с собственными банками термодинамических 
данных. В качестве механизма действия химического модификатора 
рассматривали образование между аналитом и модификатором термиче-
